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※概要（Summary ）： 

強磁性窒化物の中には、負のスピン分極率を持ち、

飽和磁化が小さく、さらに、垂直磁化容易軸をもつ材

料があり、磁性細線メモリ用の新材料になる可能性が

ある。しかし、強磁性窒化物の細線構造を作り、磁区

を観察した例は殆どない。本申請では、強磁性窒化物

を加工するためのフォトマスクの作製を行った。 

 
※実験（Experimental）： 

利用装置：レーザー描画装置 

 幅 2μm、長さ 5μm のＬ字型細線パターンをレー

ザー描画装置を用いて 2.5 インチクロムマスクを作製

した。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

図 1 に作製したフォトマスク、図 2 に電極パターン

拡大図を示す。 

 

 

図 1 作製したフォトマスク 

 

 

 

図 2 電極パターン拡大図 

 
※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

フォトマスクの作製が完了したので、今後 Fe4N, 

Co4N, Mn4N 等の実際に強磁性細線を作製し、特性を

評価していく予定である。 
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